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１．概要（Summary） 

超伝導ナノ細線を用いた単一光子検出器では、従来

窒化ニオブ超伝導体が用いられている。窒化モリブデン

は窒化ニオブより準粒子拡散長が短く、電子－格子相互

作用時間が長いため、検出効率のさらなる向上が期待で

きる。今回、北海道大学ナノテクノロジープラットフォーム

の施設を利用して本デバイスのナノ微細加工を進めた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・超高速スキャン電子線描画装置 

・ヘリコンスパッタリング装置 

・反応性イオンエッチング装置 

・レーザー直接描画装置 

 

【実験方法】 

作製済みの窒化モリブデン極薄膜（厚さ 3~10nm）に

対して、電子ビーム露光装置および反応性イオンエッチ

ング装置を用いて、線幅 40~200nm、線間隔 200~300nm、

大きさ 15m 角のメアンダ状ナノストリップを作製した。描

画条件は以下の通りである。 

加速電圧 130kV、ビーム電流 500pA、アパーチャー

120m 

電極作製にはレーザー露光装置およびヘリコンスパッ

タリング装置を用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した窒化モリブデンナノデバイスの SEM 像を図 1

に示す。最小線幅 40nm を有する良好なナノストリップの

作製に成功した。作製した厚さ 7nm、線幅 150nm のデ

バイスについて、北見工業大学において光特性を評価し

た。その結果、波長 1550nm では検出効率１7%、波長

406nm では 24%となった。これらの検出効率は同サイズ

の NbN デバイスより高く、MoN デバイスが有望であること

が判った。 

 

Fig. 1: SEM image of MoN nanowire 
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